
	  
	U.V Lamp는 그 사용 용도에 따라 고압 수은 Lamp, 고압 메탈 할라이드 Lamp, 반도체, 카메라 렌즈 및 L.C.D. 세정용 Lamp, 초고압 Lamp, 저압 살균 Lamp, 기타의 U.V Lamp등으로 구분된다. 
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고압 수은 Lamp
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주파장인 365nm의 파장을 이용하여 인쇄, 도장, 접착, 건조등에 이용된다.
60w/cm, 80w/cm, 100w/cm, 120w/cm,160w/cm 등으로 단위 면적당의 lamp 용량을 구분하여 제작이 가능하다. 
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메탈 할라이드 U.V lamp
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265~420nm의 자외선을 연속적으로 방사하는 lamp로 고압
수은 lamp에 비해 자외선 및 적외선의 발생 효율이 매우
높으며 고 침투성으로 인해 두꺼운 도료 및 흑/백의 건조에
효과적인 lamp이다.
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[The intensity of radiation]
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반도체 및 L.C.D, 세정용(254nm)Lamp
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끊임 없는 연구 개발로 한국 자외선개발은 현재 전량 수입에 의존하고 있는 254nm lamp의 국산화에 성공, 자체 공급하고 있으며 점차 다양한 품목으로 확대하고 있다. 이 분야의 종류가 다양하고 반도체등에 섬세하게 적용됨으로써 충분한 기술적인 협조를 통하여 개별 업체에 적용된다. 또한 184nm의 파장을 방사하는 엑시머 lamp에 관한 연구 개발이 활발하게 이루어지고 있다. 
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O₃ free U.V lamp(무오존 lamp)
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발광초기 U.V lamp는 253.7nm 이하에서 3~5분간 오존(O3)를 발산하게 된다. 오존은 메스꺼운 냄새를 유발하므로 인체가 장기간 노출되었을 경우 어지러움, 구토, 두통 등을 일으킬수 있으며 금속 등을 부식시키기도 한다.

이러한 오존의 발생을 근본적으로 차단하기위하여 200nm이하의 파장 방출을 막아주는 O3 free lamp를 공급함으로서 보다 쾌적한 작업환경을 유지할 수 있도록 하고 있다. 




